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• Problemstellung
• Methoden und Ergebnisse

– Fotometrische Untersuchung der Plasmarandschicht

– Emissionsspektroskopie
– Messungen mit der Langmuir-Sonde
– Visualisierung der Plasmarandschicht

• Zusammenfassung und Ausblick
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Funktionsprinzip und relevante Parameter
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Interessierende Parameter

Dicke der Plasmarandschicht
Profil der Plasmadichte

Plasmapotential
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Photometrie der Plasmarandschicht

CCD-
Kamera
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Abbildung der Gitterkante

1 mm
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Bestimmung der Dicke der Randschicht
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Abhängigkeit der Randschichtdicke vom Gasstrom
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Abhängigkeit der Randschichtdicke von der 
Mikrowellenleistung

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

50 70 90 110 130 150 170 190

Mikrowellenleistung (W)

S
ch

ic
h

td
ic

ke
 (

m
m

)

425 nm
ohne Filter



R.Wiese, Erfahrungsaustausch Mühlleithen 02.-04.03.2004

9

Intensität bei verschiedenen Gasströmen
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Spektrale Intensität in Abhängigkeit vom Druck
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Intensitäten in Abhängigkeit des Abstandes vom Gitter
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Magnetfeld der ECR-Ionenquelle
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Winkelabhängigkeit der Meßwerte –
Einfluß des Magnetfeldes
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Ergebnisse der Messung mit der Langmuir-Sonde
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Variation des Gasflusses
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Profil der Elektronentemperatur und –dichte
bei verschiedenen Leistungen
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Externer Ionenstrahl und Staubpartikel im Plasma

• Change of the sheath and the field (plasma density in interaction region)

• Change of the charge of the powder particles (increased recombination)

• Ion drag (as well sputtering and heating).

• Ar, 2.2 Pa
• HF-Plasma, 5 W
• großer Ring, SiO2 ~1µm
• Teilcheninjektion

• Ar, 2.2 Pa
• HF-Plasma, 5 W
• großer Ring, SiO2 ~1µm
• Ionenstrahl an / aus, 200 V
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Thermal 
probe
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Zusammenfassung und Ausblick

• Strahlspannung, Gasstrom und/oder Restgasdruck haben einen entscheidenden 
Einfluß auf das Strahlprofil

• Das Strahlprofil hängt stark vom Quellabstand ab

• Visualisierung des Strahlprofiles mittels Pulverpartikel

• Visualisierung des Feldverlaufes am Gitter

• Photometrische Untersuchung der Plasmarandschicht

• Spektroskopische Untersuchung des Plasmas

• Bestimmung des Profiles der Elektronendichte über dem Gitter in 
Abhängigkeit der Prozeßparameter mittels Langmuir-Sonde

? Räumliche Verteilung der Ladungsträgerdichte am Gitter

? Plasmaparameter

• Wechselwirkung zwischen dem Ionenstrahl und den Staubpartikeln in einem
RF-Plasma (ion drag)
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